
                                                                             

 

 
 

 

 
 

های در محلول سفتریاکسون مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک
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 چکیده 

 گزارش شده است.   UVتحت تابش نور  TiO2های آبی شاملدر محلول سفتریاکسوندر این مقاله تخریب فتوکاتالیزوری آنتی بیوتیک 

مورد بررسی قرار گرفته است. برای   pHو مقدار TiO2، غلظت بیوتیکاز جمله غلظت آنتی فتوکاتالیزوریچنین عوامل مؤثر بر واکنش هم

  بهره گرفته شده است. نتایج نشان دادند که شرایط بهینه برای تخریب UV/Vis دو شعاعیپیگیری روند تخریب از اسپکتروفتومتری  

. تحت تاثیر بهترین شرایط عملیاتی، تخریب کامل هست 5برابر pH و TiO2از  mg 000، مقدار mg200 با غلظت  بیوتیک سفتریاکسونآنتی

 گیرد.دقیقه صورت می 00بیوتیک از محلول آبی در مدت آنتی

 

 UV/TiO2، سفتریاکسونتخریب فتوکاتالیزوری، آنتی بیوتیک،  : کلیدواژه
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 مقدمه 

افزایش جمعیت و پیشرفت سریع صنایع پزشکی و صنعتی باا  

 زیسات  محایط آلاودگی  یک مشکل بسیار مهم تحت عناوان  

هاای حاصال از   بیوتیاک در این میان آنتای همراه شده است. 

هاا، باه دلیال    های کارخانجات داروسازی و بیمارستانپساب

-ها، سهم فراوانی را به خود اختصاا  داده استفاده بسیار آن

اند. این ترکیبات با جابب شادن در زماین، باه تادریج وارد      

-ا مای ها های زیرزمینی و در نهایت آب آشامیدنی انسانآب

 یاااک  عناااوانباااههای فتوکاتاااالیزوری ینااادآفر[. 8گردناااد 

های متداولی همانناد  هزینه برای روشگزین ساده و کمجای

-هااا نآنتاایازوناساایون و کلریناساایون باارای حااب  آ ینااده

اسات.  وسیعی مورد اساتفاده قارار گرفتاه     طوربهها(، بیوتیک

یکای از   عادم اساتعمال ماواد سامی در ایان روش     عالاوه،  هب

[. 2  هسات  زیسات   محایط مزایاای کااربرد آن بارای حفا      

های فتوکاتالیزوری به ایان ترتیاب اسات کاه     اساس واکنش

-با تر از انرژی شکا  اگر ذرات نیمه رسانا با انرژی تابش

انرژی و حفره شان مورد تابش قرار بگیرند جفت الکترون پر

باا   شاده  تولیدحفره  -شود که این جفت الکترونتشکیل می

های اکسیداسیون و آزاد، آغازگر واکنش های تولید رادیکال

ترکیبات آلی  سازیمعدنیاحیا هستند که در نهایت منجر به 

رساااناهای تاارین نیمااهگااردد. یکاای از مهاامهااا ماایآ ینااده

، قیمات  ارزانرساانای  ، که یک نیمههست TiO2 شده شناخته

 [.9،3بسیار با  است   کاراییدر دسترس، غیر سمی و با 

هد  از این تحقیق، تعیین شارایط مللاوب و بررسای تا ثیر     

-برخی از پارامترهای مؤثر بر تخریاب فتوکاتاالیزوری آنتای   

و  TiO2، غلظات  بیوتیک آنتی نغلظت سفتریاکسون بیوتیک

 .هست ( pHمقدار

 

 شرح آزمایش 
gLهفتگی با غلظت  به صورتبیوتیک محلول مادر آنتی

-1 8 

هاای  غلظات  تهیه گردیاد. بارای بررسای ساینتیک تخریاب،     

نایم سااعت    به مدتتهیه و   TiO2و سفتریاکسونمتفاوتی از 

در تاریکی قرار گرفات. ساپم مخلاوا حاصال در معار       

-قارار  (= W 85  ،nm 253 λmaxن UV ما   تاابش دهای  

از یک سارن،، در فواصال    برداری با استفادهگرفته و نمونه

 بیوتیک،  بعد ازدقیقه انجام پبیرفت. غلظت آنتی 80زمانی 

وسااایله دساااتگاه هجداساااازی فتوکاتالیسااات از محلاااول، بااا

( nm =200λmaxن در طااول مااو  UV/Visاساپکتروفتومتر  

 گیری گردید.  اندازه

 

 
   سفتریاکسون : ساختمان ملکولی آنتی بیوتیک8شکل 

 

 

  TiO2تأثیرغلظت 
-TiO2 هاای متفااوتی از   بارای بررسای ایان پاارامتر غلظات     

P25 تااا  200نازmg 000  درشاارایط غلظاات )mg 200  از

مورد آزمایش قرار گرفات. نتاایج    =pH 5/5بیوتیک و آنتی

-هاای ماورد بررسای، مناساب    نشان دادند که در میان غلظت

 (. 2نشکل هست mg 000ترین شرایط برای تخریب 
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های مختلف : تخریب فتوکاتالیزوری سفتریاکسون توسط غلظت 2شکل

 TiO2 فتوکاتالیزور

 

 

 بیوتیکتأثیر غلظت آنتی
 00 تاا   mg 20های متفاوتی از آ یناده در محادوده   غلظت

mg     درشرایط ثابتی از دیگار پارامترهاای عملیااتی نغلظات ،

TiO2  براباارmg 30  5/5وpH= .مااورد بررساای قرارگرفاات )

گردد با کاهش غلظت آ یناده  معلوم می 9از شکل چه چنان

 گردد. تر میبیوتیک، روند واکنش تخریب سریعآنتی

 
 بیوتیک درشرایط مللوبتاثیرغلظت آنتی :9شکل

 

 pHتأثیر 
 ،TiO2بیوتیاک و  هاای آنتای  تحت شارایط ثابات ازغلظات   

 واکاانش تخریااب فتوکاتااالیتیکی آ ینااده آنتاای بیوتیااک در

 pH   مااورد بررساای قاارار  0 تاا  9درمحاادوده هاای مختلااف

مللوب pH (، 3آمده نشکل دستبهباتوجه به نتایج  گرفت.

 .هست 5برای تخریب بهتر آ ینده برابر 

 
 محلول بر روی واکنش فتوکاتالیتیکی pH. ت ثیر 3شکل 

 
 

 ها و بحثیافته

-طورکلی کاربرد تصفیه فوتوکاتالیزوری در تخریب آنتیهب

یک موضوع جالاب   به عنوانتواند می سفتریاکسون بیوتیک

هاای مرساوم موجاود، ملار      گزین در واحاد جای یندآفرو 

در محلول آبی باه   سفتریاکسونبیوتیک گردد. تخریب آنتی

 UV-Cتحاات تاابش دهاای نااور  TiO2 وسایله فتوکاتااالیزور  

دهاد  شاان مای  نملالعه گردید. نتایج این تحقیق بلور واضح 

باار تخریااب  UVدرحضااور نااور  TiO2-P25کااه کاتااالیزور  

تا ثیر مهمای بار     pHمؤثر باوده و   سفتریاکسونبیوتیک آنتی

تخریب دارد. مکانیسم واکانش باا مشاارکت     یندآفرسرعت 

OHهاای هیدروکسایل ن  ها و رادیکالمستقیم حفره
   اتفاا )

 آمده است. دستبه  pH=   5ترین تخریب در افتد. بیشمی
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